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Spektroskopische Ellipsometrie (SE) zur spektralen Bestim-

mung von optischen und dielektrischen Materialkenngrößen 

sowie von Schichtdicken 

Kompetenznachweis 
ISO/IEC 17025 Akkreditierung 

Prüfgrößen und -objekte 
Schichtdicke d, optische Konstanten, Brechungsindex n und Extinktionskoeffizient k, 

bzw. dielektrische Funktion ε 

 

Beschichtete und unbeschichtete hinreichend glatte Oberflächen, Dünnschichtsysteme 

Prüfbereich 
Prüfbereich hängt stark von den Eigenschaften der Probe ab: 

Schichtdicke d: 0,1 nm bis 10 µm 

Spektralbereich, in dem n, k und ε bestimmt werden können:  

Wellenlänge 192 nm bis 20 µm 

Erweiterte Messunsicherheit (k = 2) 
Stark abhängig von den Eigenschaften der Probe: 

  

Schichtdicke d: 0,5 nm (bestenfalls 0,1 nm) bis 10% relativ 

Brechungsindex n bis zu 0,01 und Extinktionskoeffizient k bis zu 0,1 

Anwendungsbereich 
Material- und Oberflächenanalytik;  

Optik: Bestimmung von Schichtdicken vom unteren Nanometer- bis in den 

Mikrometerbereich sowie von optischen Materialkenngrößen und ihrer Dispersion, 

Homogenitäts-, Stabilitäts- und Identifikationsprüfung von Oberflächen und Schichten 
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